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１．概要（Summary ）： 

 光計測や光信号処理を目的とした非線形光学効果

などの各種機能を持つ光閉じ込めデバイスの基礎研

究に資する各種試作を通した検討、特に信号波形を保

持した光結合に関する検討を行う。今年度は、導波路

内への構造形成を試みてナノインプリント技術の適

用可能性を検討した。実際に、基板となる材料と屈折

率差の大きい材料による深い構造のナノインプリン

トの実現は、京都大学ナノハブ拠点においても初めて

の試みということで、本格的な試作のための試行実験

と位置づけてその実現可能性を検討した。 

 

２．実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

ナノインプリントシステム、大面積超高速電子線描

画装置 

【実験方法】 

 ナノインプリントシステムを利用して、空間ビーム

と導波光の結合部である回折格子の作製を試みた。回

折格子の仕様は、領域：5×5 mm2、L&S：264&264 nm、

深さ：900 nmである。以下に示す手順で作製した。

①大面積超高速電子線描画装置を用いて、シリコンマ

スターを作製した（技術代行）。②スピンコーターを

用いて、合成石英基板にレジストを塗布した。回転数

を 2500 rpm とした。段差計で膜厚を計測した結果、

999 nmであった。この値は、回転数から予想される

膜厚と同程度である。③ナノインプリントシステムを

利用して、シリコンマスターから IPS (intermediate 

polymer stamp)マスターに回折格子構造を転写した。

④ナノインプリントシステムを使用して、IPSマスタ

ーの構造をレジストに転写し、合成石英基板上に回折

格子を作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

 作製した回折格子の光学的な評価を行った。回折格

子構造が形成されているかを確認するため、He-Neレ

ーザを照射し、回折の様子を調べた。Fig. 1に評価実

験系の写真を示す。写真からわかるように、回折光が

生じており、回折格子構造の形成を確認した。 

 次に、回折格子構造の領域内での均一性を評価する

ため、レーザの照射部を変えて、回折効率を測定した。

最も回折効率が高くなるように入射角と照射位置を

設定した場合の回折効率は 24.0 %であった。この位置

から1 mm程度ずらした場合の効率は9.2 %であった。

この結果から、ナノインプリントにより作製した回折

格子構造に不均一性が残ることが判明した。 

 今年度の試作で、高アスペクト比の回折格子をナノ

インプリントにより形成することに成功した。回折格

子構造の不均一性が、課題の一つであることを認識し、

今後、更に改善方法の検討を進める予定である。 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

 特になし。 

Fig.1 Setup for optical evaluation of the grating. 

透過光 回折光 

作製素子 



 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent）： 

(1) 小西毅、加藤卓也、後藤洋臣, “波形再構成装置、

波形再構成システム及び波形再構成方法” , 特許

5158810, 平成 24年 12月 21日（登録日）。 


